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(54)【発明の名称】 有機ＥＬパネル及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  温度上昇あるいは経時変化が生じる場合であ
っても安定した発光色を示す有機ＥＬパネル及びその製
造方法を提供する。
【解決手段】  有機ＥＬパネル１は、少なくとも発光層
を有する有機層５を第１電極（透明電極３）と第２電極
（背面電極６）とで挟持した有機ＥＬ素子を透光性の支
持基板２上に配設してなる。前記有機ＥＬ素子は少なく
とも２層以上の異なる発光色を示す発光層（第１発光層
５ｃ，第２発光層５ｄ）を備え、前記有機ＥＬ素子形成
後高温で熱処理を行ってなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも発光層を有する有機層を第１
電極と第２電極とで挟持した有機ＥＬ素子を透光性の支
持基板上に配設してなる有機ＥＬパネルであって、前記
有機ＥＬ素子は少なくとも２層以上の異なる発光色を示
す発光層を備え、前記有機ＥＬ素子形成後高温で熱処理
を行ってなることを特徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項２】  前記熱処理の温度は、４０℃以上であっ
て、かつ、前記有機ＥＬ素子を構成する有機材料の最低
ガラス転移温度よりも１０℃低い温度以下であることを
特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】  前記熱処理は、前記有機ＥＬ素子を気密
的に覆う封止部材を前記支持基板上に配設後に行ってな
ることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の有
機ＥＬパネル。
【請求項４】  透光性の支持基板上に所定のパターンの
第１電極と少なくとも２層以上の異なる発光色を示す発
光層を有する有機層と第２電極とを順次積層して有機Ｅ
Ｌ素子を形成する工程と、前記有機ＥＬ素子形成後高温
で熱処理を行う工程と、を備えることを特徴とする有機
ＥＬパネルの製造方法。
【請求項５】  前記熱処理を行う工程における前記熱処
理の温度は、４０度以上であって、かつ、前記有機ＥＬ
素子を構成する有機材料の最低ガラス転移温度よりも１
０℃低い温度以下であることを特徴とする請求項４に記
載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項６】  前記熱処理を行う工程は、前記有機ＥＬ
素子を気密的に覆う封止部材を前記支持基板上に配設す
る工程の後に行うことを特徴とする請求項４または請求
項５に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機ＥＬ（エレク
トロルミネッセンス）パネルに関し、特に少なくとも２
層以上の異なる発光色を示す発光層を有する有機ＥＬパ
ネル及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬパネルと
しては、ガラス材料からなる透光性の支持基板上に、陽
極となるＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔｉｎ  Ｏｘｉｄｅ）
等からなる透明電極と、正孔注入層，正孔輸送層，発光
層及び電子輸送層等からなる有機層と、陰極となるアル
ミニウム（Ａｌ）等からなる非透光性の背面電極と、を
順次積層形成して構成されるものが知られている。
【０００３】また、有機ＥＬパネルの課題としては、効
率よく所定の発光色を得ることが上げられる。所定の発
光色を得る有機ＥＬパネルとしては、例えば、特開平１
２－６８０５７号公報に開示されるような、ガラス材料
から透光性の支持基板上に、陽極となるＩＴＯ等からな
る透明電極と、正孔注入層，正孔輸送層，発光層及び電
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子輸送層等からなる有機層と、陰極となるアルミニウム
（Ａｌ）等からなる非透光性の背面電極と、を順次積層
形成して構成されるものであって、少なくとも２層以上
の異なる発光色を示す発光層を積層してなるものが知ら
れている。斯かる有機ＥＬパネルは、異なる発光色を示
す発光層を積層することで所定の色の発光を得ることが
でき、例えば青色発光層と黄色発光層とを積層すること
により白色発光を得ることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、斯かる
有機ＥＬパネルにおいては、前記有機層は積層しただけ
の状態では不安定な状態であり、温度上昇あるいは経時
変化により前記発光層の発光領域が変化し、得られる発
光色が変化するという問題があった。陰極から注入され
る電子及び陽極から注入される正孔は、温度上昇あるい
は経時変化による前記有機層を構成する有機材料の劣化
によって移動度が変化し、前記発光層中において電子と
正孔とが再結合する領域が変化する。前記発光層を積層
構造とする場合、再結合の領域が変化することにより、
前記発光層の発光領域は前記正孔輸送層と接する発光層
に偏るように変化し、前記正孔輸送層から離れた発光層
の輝度が低下する。これにより前記発光層において得ら
れる発光色が変化し、目的とする色の発光を得ることが
できなくなっていた。
【０００５】本発明は、このような問題に鑑み、温度上
昇あるいは経時変化が生じる場合であっても安定した発
光色を示す有機ＥＬパネル及びその製造方法を提供する
ことを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解
決するために、少なくとも発光層を有する有機層を第１
電極と第２電極とで挟持した有機ＥＬ素子を透光性の支
持基板上に配設してなる有機ＥＬパネルであって、前記
有機ＥＬ素子は少なくとも２層以上の異なる発光色を示
す発光層を備え、前記有機ＥＬ素子形成後高温で熱処理
を行ってなることを特徴とする。
【０００７】また、前記熱処理の温度は、４０℃以上で
あって、かつ、前記有機ＥＬ素子を構成する有機材料の
最低ガラス転移温度よりも１０℃低い温度以下であるこ
とを特徴とする。
【０００８】また、前記熱処理は、前記有機ＥＬ素子を
気密的に覆う封止部材を前記支持基板上に配設後に行っ
てなることを特徴とする。
【０００９】また、透光性の支持基板上に所定のパター
ンの第１電極と少なくとも２層以上の異なる発光色を示
す発光層を有する有機層と第２電極とを順次積層して有
機ＥＬ素子を形成する工程と、前記有機ＥＬ素子形成後
高温で熱処理を行う工程と、を備えることを特徴とす
る。
【００１０】また、前記熱処理を行う工程における前記
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熱処理の温度は、４０度以上であって、かつ、前記有機
ＥＬ素子を構成する有機材料の最低ガラス転移温度より
も１０℃低い温度以下であることを特徴とする。
【００１１】また、前記熱処理を行う工程は、前記有機
ＥＬ素子を気密的に覆う封止部材を前記支持基板上に配
設する工程の後に行うことを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に基づき説明する。
【００１３】図１において、有機ＥＬパネル１は、支持
基板２と、透明電極（第１電極）３と、絶縁層４と、有
機層５と、背面電極（第２電極）６と、封止部材７とか
ら構成されている。
【００１４】支持基板２は、長方形形状からなる透光性
のガラス基板である。
【００１５】透明電極３は、支持基板２上にＩＴＯ等の
導電性材料を蒸着法およびスパッタ法等の手段によって
膜厚５０～２００ｎｍの層状に形成し、フォトリソグラ
フィー法等によって例えば日の字型の表示意匠に応じて
パターニングしてなるもので、日の字型の表示セグメン
ト部３ａと、個々のセグメントからそれぞれ引き出し成
形されたリード部３ｂと、リード部３ｂの終端部に設け
られる電極部３ｃとを備えている。尚、電極部３ｃは、
支持基板２の一辺に集中的に配設されている。
【００１６】絶縁層４は、例えばポリイミド系統の絶縁
材料からなり、フォトリソグラフィー法等の手段によっ
て形成される。絶縁層４は、表示セグメント３ａに対応
した窓部４ａと、背面電極６の後述する電極部に対応す
る切り欠き部４ｂとを有し、発光領域の輪郭を鮮明に表
示するため、透明電極３の表示セグメント３ａの周縁部
と若干重なるように窓部４ａが形成され、また、透明電
極３と背面電極６との絶縁を確保するためにリード部３
ｂ上を覆うように配設される。
【００１７】有機層５は、少なくとも２層以上の異なる
発光色を示す発光層を有するものであればよいが、本発
明の実施の形態においては、図２に示すように、正孔注
入層５ａ，正孔輸送層５ｂ，第１発光層５ｃ，第２発光
層５ｄ及び電子輸送層５ｅを蒸着法等の手段によって順
次積層形成し、膜厚８１～３００ｎｍの層状となるもの
である。有機層５は、絶縁層４における窓部４ａの形成
箇所に対応するように所定の大きさをもって配設され
る。
【００１８】正孔注入層５ａは、透明電極３から正孔を
取り込む機能を有し、例えばアミン系化合物等を蒸着法
等の手段によって膜厚２０～１２０ｎｍの層状に形成し
てなる。
【００１９】正孔輸送層５ｂは、正孔を第１発光層５ｃ
及び第２発光層５ｄへ伝達する機能を有し、例えばアミ
ン系化合物等を蒸着法等の手段によって膜厚２０～４０
ｎｍの層状に形成してなる。
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【００２０】第１発光層５ｃは、正孔及び電子の注入が
可能であり正孔及び電子が輸送されて再結合することで
発光を示す機能を有し、例えばジスチリルアリーレン系
化合物等からなるホストに、電子と正孔との再結合に応
答して発光する機能を有し、例えば黄色の長波長発光を
示すアミン系化合物等からなる第１ドーパントを共蒸着
法等の手段によってドーピングし、膜厚１～２０ｎｍの
層状に形成してなり、黄色の発光色を示す。第１発光層
５ｃは、前記ホスト：前記第１ドーパントの重量比が１
００：５となるように構成してなる。
【００２１】第２発光層５ｄは、正孔及び電子の注入が
可能であり正孔及び電子が輸送されて再結合することで
発光を示す機能を有し、例えばジスチリルアリーレン系
化合物等からなるホストに、電子と正孔との再結合に応
答して発行する機能を有し、例えば青色の短波長発光を
示すスチリルアミン系化合物等からなる第２ドーパント
を共蒸着法等の手段によってドーピングし、膜厚２０～
６０ｎｍの層状に形成してなり、青色の発光色を示す。
第２発光層５ｄは、前記ホスト：前記第２ドーパントの
重量比が１００：５となるように構成してなる。
【００２２】電子輸送層５ｅは、電子を発光層５ｃへ伝
達する機能を有し、例えばキレート系化合物であるアル
ミキノリノール（Ａｌｑ３）等を蒸着法等の手段によっ
て膜厚２０～６０ｎｍの層状に形成してなる。
【００２３】背面電極６は、アルミニウム（Ａｌ）やア
ルミリチウム（Ａｌ：Ｌｉ）、マグネシウム銀（Ｍｇ：
Ａｇ）等の金属製の導電性材料を蒸着法等の手段によっ
て膜厚５０～２００ｎｍの層状に形成され、支持基板２
の一辺に設けられるリード部６ａと電気的に接続され
る。尚、リード部６ａの終端部には、電極部（引き出し
部）６ｂが設けられ、リード部６ａ及び電極部６ｂは透
明電極３と同材料により形成される。
【００２４】以上のように、支持基板２上に透明電極３
と絶縁層４と有機層５と背面電極６とを順次積層して有
機ＥＬ素子８が得られる。有機ＥＬ素子８は第１発光層
５ｃの黄色発光と第２発光層５ｄの青色発光との補色に
より白色発光を示す。
【００２５】封止部材７は、例えばガラス材料からなる
平板部材に凹部７ａをサンドブラスト、切削及びエッチ
ング等の適宜方法で形成してなるものである。封止部材
７は、凹部７ａを取り囲むようにして形成される支持部
７ｂを例えば紫外線硬化性エポキシ樹脂からなる接着剤
を介し支持基板２上に気密的に配設することで、封止部
材７と支持基板２とで有機ＥＬ素子８を封止する。封止
部材７は、透明電極３の電極部３ｃおよび背面電極６の
電極部６ｂが外部に露出するように支持基板２よりも若
干小さめに構成されている。
【００２６】有機ＥＬパネル１は、封止部材７を支持基
板２上に配設した後、有機ＥＬ素子８の構成有機材料の
うち最もガラス転移温度の低い有機材料のガラス転移温
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度Ｔｇ１０５℃よりも１０℃低い９５℃の温度で９６時
間熱処理を行ってなる。図３は、８５℃の雰囲気中で有
機ＥＬパネル１及び前記熱処理を行わない従来の有機Ｅ
Ｌパネルを発光させたときのＣＩＥ色度座標における色
度変化量と発光時間との関係を示す図であり、図３
（ａ）はＣＩＥ色度座標におけるｘ軸の色度変化量Δｘ
と発光時間との関係を示し、図３（ｂ）はＣＩＥ色度座
標におけるｙ軸の色度変化量Δｙと発光時間との関係を
示している。有機ＥＬパネル１は、図３に示すように、
前記熱処理を行うことにより、８５℃の雰囲気中で長時
間発光させる場合において、前記熱処理を行わなかった
有機ＥＬパネルよりも色度変化量が抑制され、安定した
発光色を示す。
【００２７】次に、有機ＥＬパネル１の製造方法につい
て説明する。
【００２８】まず、蒸着法等の手段によって支持基板２
上に層状の第１電極３を形成し、その後、フォトリソグ
ラフィー法等によって第１電極３を例えば日の字型の表
示意匠に応じてパターニングを行う。
【００２９】次に、フォトリソグラフィー法及びエッチ
ング処理によって絶縁層４を透明電極３上に形成する。
さらに、蒸着法等の手段によって、正孔注入層５ａ，正
孔輸送層５ｂ，第１発光層５ｃ，第２発光層５ｄ，電子
輸送層５ｅ及び背面電極６を順次積層形成し、日の字型
の発光形状の有機ＥＬ素子８を得る。
【００３０】次に、封止部材７を、有機ＥＬ素子８を取
り囲むように支持基板２上に接着剤９を介して配設する
と共に、紫外線を照射して接着剤９を硬化させ、支持基
板２と封止部材７とを気密的に接合する。
【００３１】次に、支持基板２と封止部材７とによって
気密的に配設された有機ＥＬ素子８を、大気中でオーブ
ンまたはホットプレート等の手段によって、有機ＥＬ素
子８を構成する有機材料のうち最もガラス転移温度の低
い有機材料のガラス転移温度Ｔｇ１０５℃よりも１０℃
低い９５℃の温度で９６時間熱処理を行い、有機ＥＬパ
ネル１を得る。
【００３２】斯かる有機ＥＬパネル１は、少なくとも２
層以上の異なる発光色を示す発光層（第１発光層５ｃ，
第２発光層５ｄ）を備え、有機ＥＬ素子８形成後高温で
熱処理を行うことにより、熱によって透明電極３と有機
層５との界面及び背面電極６と有機層５との界面とを安
定させることで正孔及び電子の注入あるいは移動度を安
定させることができることから、発光層を２層以上の積
層構造とする構成において温度上昇あるいは経時変化が
生じる場合であっても前記発光層の発光領域を安定させ
ることができ、安定した発光色を示すことが可能とな
る。
【００３３】特に、前記熱処理を４０℃以上であり、か
つ、有機ＥＬ素子８を構成する有機材料のうち最もガラ
ス転移温度の低い有機材料のガラス転移温度よりも１０
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℃低い温度以下の温度範囲で行う場合、有機ＥＬ素子８
を構成する有機材料を結晶化させることなく前記熱処理
を行うことが可能となる。
【００３４】また特に、前記熱処理を、封止部材７を支
持基板２上に配設した後に行う場合、前記熱処理を大気
中で行うことができ、より容易に前記熱処理を行うこと
が可能となる。
【００３５】斯かる有機ＥＬパネル１の製造方法は、第
１電極と少なくとも２層以上の異なる発光色を示す発光
層を有する有機層と第２電極とを順次積層して有機ＥＬ
素子を形成する工程と、前記有機ＥＬ素子形成後高温で
熱処理を行う工程とを備えることにより、熱によって透
明電極３と有機層５との界面及び背面電極６と有機層５
との界面とを安定させることで正孔及び電子の注入ある
いは移動度を安定させることができることから、発光層
を２層以上の積層構造とする構成において温度上昇ある
いは経時変化が生じる場合であっても前記発光層の発光
領域を安定させることができ、安定した発光色を示す有
機ＥＬパネルを製造することが可能となる。
【００３６】特に、前記熱処理を行う工程を、４０℃以
上であり、かつ、有機ＥＬ素子８を構成する有機材料の
うち最もガラス転移温度の低い有機材料のガラス転移温
度よりも１０℃低い温度以下の温度範囲で行う場合、有
機ＥＬ素子８を構成する有機材料を結晶化させることな
く前記熱処理を行うことが可能となる。
【００３７】また特に、前記熱処理を行う工程を、封止
部材７を支持基板２上に配設した後に行う場合、前記熱
処理を大気中で行うことができ、より容易に前記熱処理
を行うことが可能となる。
【００３８】尚、本発明の実施の形態においては、透明
電極３をフォトリソグラフィー法等によって日の字型の
表示意匠に応じてパターニングを行う構成であったが、
表示意匠の形状は本発明の実施に形態に限定されるもの
ではない。
【００３９】また、本発明の実施に形態においては、有
機ＥＬ素子８は、第１発光層５ｃの黄色発光と第２発光
層５ｄの青色発光との補色により白色発光を示す構成で
あったが、有機ＥＬ素子８及び各発光層の発光色は本発
明の実施の形態に限定されるものではない。
【００４０】また、本発明の実施の形態においては、発
光層は黄色発光を示す第１発光層５ｃ及び青色発光を示
す第２発光層５ｄからなる構成であったが、前記発光層
は少なくとも２層以上の異なる発光色を示す発光層であ
ればよい。
【００４１】また、本発明の実施の形態においては、熱
処理は９５℃の温度で行う構成であったが、本発明の請
求項１，請求項３，請求項４及び請求項６においては、
前記熱処理の温度は本発明の実施の形態に限定されるも
のではない。また、本発明の請求項２及び請求項５にお
いては、前記熱処理は４０℃以上であって、前記有機Ｅ
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Ｌ素子を構成する有機材料の最低ガラス転移温度Ｔｇよ
りも１０℃低い温度以下の温度範囲で行うものであれば
よい。
【００４２】また、本発明の実施の形態においては、熱
処理は９６時間行う構成であったが、熱処理を行う時間
は、本発明の実施の形態に限定されるものではない。
【００４３】また、本発明の実施の形態においては、熱
処理は封止部材７を支持基板２上に配設した後に行う構
成であったが、本発明の請求項１，請求項２，請求項４
及び請求項５においては、前記熱処理は有機ＥＬ素子８
形成後に行う構成であればよい。
【００４４】
【発明の効果】本発明は、少なくとも発光層を有する有
機層を第１電極と第２電極とで挟持した有機ＥＬ素子を
透光性の支持基板上に配設してなる有機ＥＬパネルであ
って、前記有機ＥＬ素子は少なくとも２層以上の異なる
発光色を示す発光層を備え、前記有機ＥＬ素子形成後高
温で熱処理を行ってなることを特徴とするものであり、
温度上昇あるいは経時変化が生じる場合であっても安定
した発光色を示すことが可能となる。
【００４５】また、本発明は、透光性の支持基板上に所
定のパターンの第１電極と少なくとも２層以上の異なる
発光色を示す発光層を有する有機層と第２電極とを順次
積層して有機ＥＬ素子を形成する工程と、前記有機ＥＬ*
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*素子形成後高温で熱処理を行う工程と、を備えることを
特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法であり、温度上昇
あるいは経時変化が生じる場合であっても安定した発光
色を示す有機ＥＬパネルを製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態である有機ＥＬパネルを
示す斜視図。
【図２】  同上の有機ＥＬパネルを示す模式断面図。
【図３】  同上の有機ＥＬパネルの色度変化を示す図。
【符号の説明】
１  有機ＥＬパネル
２  支持基板
３  透明電極（第１電極）
４  絶縁層
５  有機層
５ａ  正孔注入層
５ｂ  正孔輸送層
５ｃ  第１発光層
５ｄ  第２発光層
５ｅ  電子輸送層
６  背面電極（第２電極）
７  封止部材
８  有機ＥＬ素子

【図１】 【図２】
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